Solution for researching

Cesta De Limpeza Umida Em Ptfe De Alta Pureza, Suporte De

Gravacao Para Wafer Unico De 4 Polegadas, Porta-Mascaras

Personalizavel
Numero do item: PL-CP66

introducao

Cestas de limpeza Umida em PTFE de alta
pureza oferecem resisténcia quimica
excepcional para processamento de wafers
semicondutores. Esses suportes de gravacao
personalizdveis garantem limpeza por imersao
sem contaminacao e manuseio seguro para
substrados delicados em ambientes
laboratoriais e industriais exigentes. Entre em
contato para solucdes de fluoropolimero sob
medida.

Saiba mais

Imersdo de wafers de silicio em sequéncias de limpeza RCA (SC-1 e SC-2) para

Limpeza de Wafer Semicondutor . R . L
remogao de contaminantes orgénicos e metalicos.

Gravacdo Quimica Umida o -
fluoridrico ou fosférico em temperaturas elevadas.

Processamento de Placa de

Mascara garantir transferéncia de padréo sem defeitos.

Processamento em massa de wafers de silicio para texturizagdo e remogao de

Fabricacdo de Células Sol
abricacao de LEllas S01ares iro de fosfato de silicio (PSG).

Limpeza e preparagéo de vidro revestido com ITO/FTO para fabricagéo de

Preparo de Vidro Condutor o i
optoeletrénicos e displays.

Manuseio de sistemas microeletromecéanicos multicamadas durante processos

Desenvolvimento de MEMS N .
complexos de gravagao de camada de sacrificio.

Tratamento de substrados em pequenos lotes em pesquisa académica e

P&D em Escala Laboratorial . A . A
industrial para desenvolvimento de novos materiais.

Gravagdo de precisao de filmes finos (SiO2, Si3N4) usando banhos de acido

Manuseio e limpeza especializados de fotomascaras utilizadas na litografia para

Evita contaminagao cruzada e garante processamento de
alta pureza.

Mantém integridade estrutural em ambientes acidos
agressivos.

O encaixe de precisdo evita danos por contato na
superficie da mascara.

Alto rendimento e durabilidade em ciclos de produgdo de
alto volume.

Pontos de contato minimos evitam arranhdes em
camadas condutoras delicadas.

A inércia quimica garante que microestruturas delicadas
ndo sejam comprometidas.

A personalizagao versatil permite acomodar formatos e
tamanhos de substrado ndo padrao.

Detalhes da Especificacdo (Modelo: PL-CP66)

Composicao do Material

Temperatura Maxima de

. +260°C (Continua)
Operacgao

Temperatura Minima de

-2 °
Operacao Q04

Compatibilidade Quimica

Tamanho Padréao de

PTFE (Politetrafluoretileno) Virgem de Alta Pureza 100%

Universal (pH 0-14); Resistente a HF, Agua Régia, Solucéo Piranha

4 polegadas (100mm) - Personalizavel para todos os diametros

Substrado

Configuracdo de Ranhuras

Variantes de wafer Unico ou multiplos wafers disponiveis
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el Beneficio Principal

Detalhes da E cificacao (Mode PL-CP66)

Profundidade/Largura de Totalmente personalizével para a espessura e necessidades de estabilidade do
Ranhuras substrado

Design do Cabo Cabos verticais fixos, removiveis ou articulados (Personalizavel)

Método de Fabricacao Usinagem CNC de Precisdo (Zero Contaminagao por Moldagem)

Acabamento de Superficie Acabamento usinado de alta suavidade e baixa porosidade
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